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Unilever N.V.

Burgemeester s'Jacobplein 1
Rotterdam

Hollanti

Menetelmi saippualiuosten neutraloimiseksi. - Forfarande f6r att

neutralisera tv&lldsningar.

Esilld olevan keksinndn kohteena on saippualiuosten neutralointi-
menetelmd ja ennen kaikkea triglyserididljyjen alkaliraffinoinnista

saatujen saippualiuosten neutralointi niissd olevan rasvamateriaalin

talteenottamiseksi.

Suoritettaessa rasvaglyserididljyjen alkaliraffinointia k&dsitell&édn
6ljyd alkalin vesiliuoksella joko jaksottaisena tai jatkuvana pro-
sessina tarkoituksena poistaa 8ljyssd olevat vapaat rasvahapot ja
muut haitalliset epdpuhtaudet. Tdmadn k&sittelyn tuloksena syntyy
raffinoitu 6ljyfaasi ja vesifaasi, josta tavallisesti kdytetddn
nimitystd "saippuapohja" (soapstock), joka sisdltdid rasvahapposaippuaa,
hieman 6ljya ja epdpuhtauksia. Saippuapohja erotetaan tavallisesti
raffinoidusta Sljyfaasista joko saostamalla tai linkcamalla. Rasva-
materiaalin kokonaismddrd (TFM) vesifaasissa vaihtelee riippuen
raaka-aineena kaytetyn tyypistd ja tamdn O6ljyn alkaliraffinointipro-
sessin tyypistd, ja se voi olla niinkin suuri kuin 40 % tai niinkin
pieni kuin 0,2 %.

Saippuapchija voidaan sen jdlkeen tehdd happameksi, esim. sellaisilla
hapoilla kuin rikkihappo tai kloorivetyhappo, ja reaktioseos voidaan

tdmdn jdlkeen tehdd happameksi 81jyksi, joka sisdltd33 olennaisesti



vapaita rasvahappoja, jaetaan vesifaasiksi, josta kdytetddn tavalli-
sesti nimitystd "hapan vesi" (acid water), joka sisdlt&d ylimddrin
happoa ja sen suoloja sekd jonkin verran epdpuhtauksia. Tdstd happo-

L1}

kdsittelystd kdytetddn tavalliseeti nimityst&" saippuapohjan lohkaisu

(soap-stock-splitting) .

T&h&n asti on tdllainen saippuapohjan lohkaisu suoritettu yleensd
jaksottaisena prosessina. Kun tarkoituksena on aikaansaada hapon

ja saippuapohijan vdlinen tdydellinen reaktio, sekoitetaan reaktio-
seosta tavallisesti h&yryn avulla, Tdstd jaksottain tapahtuvasta
saippuapohjan lohkaisumenetelmdstd voi olla seurauksena happamien
61jyjen huono laatu ja suuri hapon kulutus, mikd johtuu suhteellisen
huonolla teholla vaikuttavista sekoitusolosuhteista. Hdyryn sucra
k&yttd sekoitukseen johtaa mySs sellaisten hdyrymdisten tuotteiden
poistumiseen seoksesta, jotka ovat pahanhajuisia ja jotka aiheuttavat

korroosiovaikeuksia.

Edelld mainittujen haittojen poistamiseksi jaksottaisesta prosessista
on ehdotettu‘JEEEQXQQ%ngﬁﬁi?in kdytt8ad saippuapohjan lohkaisumene-
telmdstd. Vaikkakin tdllaiset jatkuvat menetelmit ovat yleensd edul-
lisia verrattuna aikaisemmin tunnettuihin jaksottaisiin prosesseihin,
liittyy niihin sellainen suuri haitta, ettd niissd tarvitaan suuri
ylimddrd happoa verrattuna stdkidmetriseen mddrddn saippuapohjassa
olevan kaiken saippuamateriaalin tdyd@ellisen lohkaisureaktion varmis-
tamiseksi ja happamien saippuoiden muodostumisen estdmiseksi.
Happamien saippuoiden muodostuminen merkitsee kidytdnndssi sitd, ettd
talteensaatujen vapaiden rasvahappojen midird pienenee, minkid lisdksi
syntyy vaikeuksia erotettaessa toisistaan hapanta 81ljyd ja happovettd.
Tdmidn johdosta kdytetddn tavallisestt ainakin 30 - 100 % suuruisia
hapon ylimddrid. Koska silld happamella vedelld, joka on erotettu
happameksi tehdystd saippuapohjasta, ei ole mitdi#n taloudellista
arvoa, on se poistettava jdteaineena, mutta vasta sen jilkeen, kun
sen pH-arvo on sdddetty kdyttdmdlld suuria mddrid alkalia, jotta

tdmd jidte ei olisi ympdristdlle haitallista.:.Kuitenkin aiheuttavat
mySs happoveden suuret suolapitoisuudet ympdrist®n suojeluun liitty-
vid pulmia, mink& johdosta t&dllaisten runsaasti suolaa sisiltdvien
jédtteiden johtaminen vesistdihin ja/tai viemdrijdrjestelmiin ei ole
hyvaksyttdvissd, josta taas on se seuraus, ettd happamen veden

kdsittely tulee hyvin kalliiksi.

Esilld olevan keksinn®én mukaiselle menetelmille on tunnusomaista se,



ettd happoa lisdtddn virtaavaan saippualiuckseen vih&n ennen timin
liuoksen saapumista reaktiovy8hykkeeseen tai juuri t&113 hetkelli,
jolloin seosta pidetddn pybrteisessd eli turbulenttisessa virtauksessa,
ja ettd hapon ja saippualiucksen suhteellisia middrid sdddetddn mittaa-
malla turbulenttisen reaktioseoksen pH-arvo, jolloin kokonaishukka-
ajan suhde reaktioseoksen reaktiovythykkeestd viipymisaikaan on

pienempi kuin luku 1.

Esilld olevan keksinnén mukaisella menetelmdlld aikaansaadaan se
erityinen etu, ettd saippualiuocosten happopitoisuustason automaattinen
mittaaminen tulee mahdolliseksi, minkd johdosta kdytettdvén hapon
yv1limddrdd voidaan olennaisesti vdhentdd verrattuna alkaisemmin tunnet-
tuihin menetelmiin. Esilld olevan keksinndn mukaista menetelmdd
toteutettaessa saavutetaan tavallisesgti stabiili pH-arvon s&diatd kayt-

tamdlld ainoastaan 10 - 20 % suuruisia hapon ylimddrid.

Toinen esilld olevan keksinndn mukaan aikaansaatava etu on se, ettd

sitd toteutettaessa syntyy ainocastaan erittdin pienid mddrid happamia
saippuoita, saippuat muuttuvat tdydellisesti rasvahapoiksi ja saippua-
pohjassa oleva orgaaninen materiaali saadaan siitd tdysin poistetuksi,

minkd lisdksi myds sivureaktiot saadaan estetyiksi.

Esilld olevan keksinndn mukaiseen menetelmddn liittyvd lisdetu on se,
ettd sitd toteutettaessa prosessista poistuvien aineiden laatutaso
tulee paremmaksi ja myds ndiden aineiden md&drd tulee huomattavasti

pienemmdksi kuin t&hdn asti.

Muut keksinndlld aikaansaatavat edut kdyvadt selville seuraavasta,

vksityiskohtaisesta selostuksesta.

Menetelmd voidaan toteuttaa ldmpdtiloissa, joissa saippualiuoksen

ja reaktioseocksen viskositeetit ovat riittdvdn pienet seosten

helpon pumppaamisen tekemiseksi putkijohtoja my&ten mdhdolliseksi,
mink& lisdksi reaktiovyBhykkeessd voidaan yllidpitdd turbulenttisia
virtausolosuhteita. Tietyistd triglyseridislijyistd alkaliraffinoinnilla
saatavien vesipitoisten saippuapohjien viskositeetti on pienissd l&m-
pbtiloissa usein liian suuri, minkd johdosta on ndissd prosesseissa
ollut pakko kéyttdd korotettuja lampdtiloja noin 50 - 100°¢ ja edulli-
simmin noin 70 - 90°C.



Kaikkia saippuapohjia voidaan k&sitelld riippumatta sen alkaliraffi-
nointikdsittelyn laadusta, jolla se on saatu, ja my8s kulloinkin
raffinoidun 6ljyn laadusta. Saippuapohjassa kaikkiaan olevan rasva-

materiaalin pitoisuus on noin 1 - 25 %.

Joko vesiliuoksina tai ei-vesiliuoksina olevat saippualiuokset,
jotka ovat saadut muista prosesseista kuin alkaliraffinoinnista,

ovat my®s kdsitelt&dvissd esilld olevan keksinndn mukaisesti.

Vaikkakin edullisimmin kdytetddn rikkihappoa, voidaan kdyttddi myds

muitakin happoja, kuten kloorivetyhappoa.

Turbulenttiset olosuhteet on sdilytettdvd koko reaktiovydhykkeessda.

Kokonaishukka-ajan suhde keskimddrdiseen kdsittelyaikaan on edulli-
simmin alle 1l:5 ja vield sopivimmin alle 1:10. Tdmidn suhteen raja-
arvo riippuu saippuapohjan titraamalla mitattavista ominaisuuksista
ja prosessiolosuhteiden pysymisestd niille sdddetyissd arvoissa,

ja se voi ihanteellisissa olosuhteissa ldhestyd lukuarvoa 1.

On mahdollista suorittaa pH-arvon mittaaminen itse reaktiovyBhykkeessi,
mutta pH-mittausanturin puhdistamisen helpottamiseksi ja sen oikean
toiminnan tarkistamiseksi pH-mittaus suoritetaan sopivimmin reaktio-
vybhykkeen ulosvirtauspddssd siind kohdassa, jossa reaktioseos on

juuri poistunut reaktiovythykkeesti.

On tdrkedd, ettd pH—arvo mitataan reaktioseoksen ollessa turbulentti-
sissa virtausolosuhteissa, jotta reaktioseoksen jakautuminen happameen
Oljyfaasiin ja happameen vesifaasiin saataisiin estetyksi. T&dllainen
erottuminen voisi aikaansaada virheellisid pH-mittaustuloksia ja

tdten tehdd prosessin sddddn mahdottomaksi. Tarvittava turbulenttisuus
voidaan aikaansaada tdlld alalla tunnetuilla tavoilla, esimerkiksi
kdyttdmdllsd sopivasti johdettuja virtaussiivekkeitd.

Happo tulisi lisdtd saippualiuokseen sopivimmin juuri ennenkuin saippua-
liuos tulee reaktiovydhykkeeseen. TEmd merkitsee sitid, ettd laitteessa,
jossa toteutetaan keksinn®n mukainen menételmi, olevan putken pituus
haponlisdyskohdan ja sen kohdan, jossa t&mi putki liittyy reaktiovyo-—
hykkeeseen, tulee olla niin lyhyt kuin k3ytdnnSssid on mahollista,

koska t&midn putken liian suuri pituus ei ainoastaan lisii hukka-aikaa



vaan vol myds aiheuttaa sivureaktioita, kuten happamien saippuoiden
muodostumista ja/tai sulfonoitumisreaktioita sekd sySpymistd, jos
kdytetddn vdkevdad rikkihappoa. Kussakin neutralointilaitoksessa
kdytettdvin putken tismillisen suurimman sallitun pituuden voi

alan ammattimies helposti mddrittdd soveltamalla esillid olevan kek-

sinndn mukaisia periaatteita.

Esilld olevan keksinndn mukaisen menetelmidn erds edullinen suoritus-
nuoto on esitetty oheisissa piirustuksissa, joissa eri kuvioiden

merkitykset ovat seuraavat:

Kuvio 1 esittdda tdmdn suoritusmuodon toteuttamista havainnollistavaa

prosessikaaviota. —
Kuvio 2 esittdd leikkausta kuviossa 1 esitetystd sekoitusastiasta.

RKuvio 3 esittdd kuvion 2 mukaisesta sekoitusastiasta nitkin viivaa
A—-A otettua leikkausta.

Kuvio 4 esittdd tyypillisid titrauskdyrid saippuapohjista, joissa

olevan rasvan kokonaismddrd (TFM) vaihtelee.

Kuviossa 1 on sekoitusastia esitetty viittausnumerolla 1. Saippuapohjaa
sydtetddn sekoitusastiaan putkea 2 mydten pumpun 3 avulla. Koska
prosessiin tulevan saippuapohjan tulovirtaama vaihtelee, sydtetddn

sitd ensin puskurisdiliddn 4 sen seikan vwarmistamiseksi, ettd sekoitus-
astiaan tulevan materiaalin virtaama pysyisi enemmén tai vihemmin
vakiosuuruisena prosessin helpon sddddén varmistamiseksi. T&md puskuri-
sdilid on edullisesti varustettu sopivilla sekoituselimillid saippua-
pohjan pitdmiseksi halogeenisena ja se on lisdksi varustettu myos
jdllakin sopivalla kuumennuslaitteella, esimerkiksi hoyrykierukoilla,

saippuapohjan pitédmiseksi vaadittavassa ldmpdtilassa.

Happoa syOtetddn varastosdilidstd 5 putkea 6 mybten sidtdventtiilin

7 kautta saippuapohjan joukkoon. On tdrkedd, ettd happoa lisitdin
saippuapohjaan juuri ennen sitd kohtaa, jossa virtaava saippuapohja
saapuu reaktiovydhykkeeseen, jotta td114 tavoin hapon kosketusaika
saippuapohjan kanssa saataisiin mahdollisimman lyhyeksi, ennenkuin ne
sekoittuvat perusteellisesti, jotta saippuapohjassa olevan orgaanisen
materiaalin hiiltyminen saataisiin estetyksi ja jotta myds sivureak-

tioilta, kuten sulfonointireaktiocilta, vdltyttdisiin. T&mid seikka on



Myds tédrked jdrjestelmdn hukka-ajan pitdmiseksi mahdollisimman pie-

nend.

.Reaktioastia on edullisimmin ns. takasekoitustyyppid, mikd tarkoittaa
sitd, ettd saippuapohja ja happo, jotka tulevat reaktiocastiaan, sekoit-
tuvat kauttaaltaan koko astiassa mahdollisimman lyhyessd ajassa.
Takasekoitusasteen sopiva mddrd voidaan aikaansaada esim. sopivilla
;ékqituselimiilé, ijotka ovat alalla sindnsd tunnettuja. T&118in
aikaansaadaan se etu, ettd pH-arvon vaihteluaika jdd hyvin lyhyeksi

ja ettd reaktion sdddettidvyys tulee paremmaksi. Hépon ja saidppuapoh-
jan perusteellisen sekoittumisen varmistamiseksi on reaktiocastiassa
ylldpidettdvd turbulenttisia olosuhteita. On todettu, ettd kuvioissa

2 ja 3 esitettyd tyyppid olevissa reaktoreissa on turbulenttisuusaste
riittdvdn suuri, jos Reynold—~luku on ainakin 8.000 mitattuna sekoitti-
men pdan kohdalta.

Edelld mainittu Reynold-luku on tdssd tapauksessa mddritettdvissi

seuraavasta yhtdldsta:

Re = p.n.d
jossa: = saippuapohjan tiheys (kg/m3)
= gekoittimen nopeus (kierr./min.)

sekoittimen halkaisija (m)

3 Q3 o
It

= saippuapohjan viskogiteetti (Ns/mz)
Kuten edelld on esitetty, tulee hukka-ajan ja keskimiiriisen viipymis-
ajan olla pienempi kuin lukuarvo 1. Keksimd&Ar#inen viipymisaika saa-

daan lasketuksi seuraavasta yhtdlSstéd:

£ = hapon lisdyskohdan ja pH-mittauskohdan v3linen tilavuus

reaktioseoksen virtausnopeus

Sisdinen hukka-aika mddritet&d&n t4116in sen ajanjakson pituutena,

joka alkaa pH-arvon muuttumisesta sinid hetkend, jolloin hapon ligds-
minen tapahtuu ja joka aiheutuu hapon virtauksessa, hapon vakevyydessé,
saippuapohjan virtaamisessa ja/tai saippuapohijan vidkevyydessid tapah-
tuvista muutoksista, ja pdidttyy silloin, kun tdmi muutos mitataan
pH-mittauselektrodilla.



Tdmd sisdinen hukka-aika koostuu kuvion 1 mukaisessa systeemissé
reakticastian hukka-ajasta, johon on lisdtty se hukka-aika, joka
syntyy hapon lisdyskohdan ja reaktioastian sekd reaktioastian ja

pH~mittauskohdan vdlisissd putkissa.

Esimerkiksi turbiinisekoittimella varustetussa astiassa syntyvd

hukka-aika voidaan laskea seuraavasta yhtdlosta:

reaktioastian tilavuus

t =
d ov
jossa: td = hukkaaika (sek.), ja
v = sekoittimen pumppausteho (m3/s).

Tdmd pumppausteho voidaan puolestaan laskea seuraavasta yhtdlOstd:

jossa: d sekoittimen halkaisija (m)

Il

sekoittimen nopeus (kierr./s.)

=
N

vakio riippuen sekoittimen tyypistd.

Putkistossa syntyvd hukka—-aika on sama kuin se aika, joka kidsittdd
saippuapohjan virtaamisen hapon lisdyskohdasta reaktiocastiaan lisdtty-
nd silld ajalla, jonka reakticastiasta poistuva reaktioseos tarvitsee
kulkiessaan pH-mittauskohtaan riippumatta siitd, oliko jompi kumpi

tai molemmat ndistd kohdista reaktioastian ulkopuolella. Nimd ylimdd-
riaiset aikahdvidt on sopivimmin koetettava muodostaa niin lyhyiksi
kuin mahdollista suunnittelemalla vastaavat yhdysputket niin lyhyiksi
kuin mahdollista. Lis&ddmdlld sisdinen hukka~aika s&dtojdrjestelmin

hukka—-aikaan saadaan kcokonaishukka-aika.

Teoreettisista syistd mitataan pH-arvo edullisimmin reaktioastiassa,
mutta koska pH—mittauskennb vaatii sd&@nndllisesti toistuvaa puhdis-
tusta ja sddtdd, pH-mittauskenno sijoitetaan sopivimmin reaktioastian
ulosvirtausputkeen. On pidettdvd huolta siitd, ettd reaktioseos
pH-mittauskennossa on tubulenttisissa virtausolosuhteissa, esim.
suunnittelemalla putken muotoilu sopivaksi ja/tai j8rjestdmdlld t3hién
kohtaan sopivia virtaussiivekkeitd, milld vdltetd&n happamen 81jyn

ja happamen veden erottuminen toisistaan, joka erottuminen saattaisi

johtaa virheellisiin pH-mittaustuloksiin, misti puolestaan olisi sgeu-~



rauksena suurta haittaa prosessin sddddlle. Ndmd toimenpiteet turbu-
lenssin aikaansaamiseksi Jja ylldpitdmiseksi ovat tdlld alalla ennestdédn

tunnettuija.

pH-mittauskenno 8 on sindnsd tunnettua tdlld alalla kdytettyd raken-
netta. Tdmdn kennon antama signaali siirtyy laitteeseen 9 (piirustuk-
sissa PHIT eli "pH-arvon siirtolaite") ja siitd edelleen esim. taval-
liseen kolmiosaiseen prosessin sddtdlaitteeseen 10 (piirustuksissa
PHRC eli "pH-mittauksella toimiva sddttlaite"), joka on sdddetty
y1lldpitdmddn tiettyd pH-arvoa ja jota kdytetddn hapon virtaaman
sHiitdmiseksi alalla sindnsd tunnetun sddtélaitteen 11 ja venttiilin

7 vdlitykselld.

Reaktioseos sydtetddn tavallista rakennetta olevaan dekantointias-
tiaan 12 happamen &6ljyn ja happamen veden erottamiseksi toisistaan.

Erotus voidaan suorittaa myds linkoamalla.

Esilld olevan keksinnén tarkoituksena on aikaansaada myds laite
keksinndn mukaisen menetelmdn toteuttamiseksi, jolle on tunnus-
omaista se, ettd siind on sekoitusastia 1, joka on varustettu sekoi-
tuselimillad, putkidjohto 2, joka liittyy t&dhdn sekoitusastiaan saippua-
liucksen syOttdmistd varten, putki 6, joka liittyy sekoitusastiaan
hapon sydttdmiseksi edelld mainittuun astiaan tai putkeen 2 sellai-
sessa kohdassa, joka on ldhelld sekoitusastiaa, sddttventtiili 7,

joka on s joitettu joko putkeen 2 tai putkeen 6, pH-mittauskenno 8,
joka on sekoitusastiassa tai sen ulosvirtausputkegsa, elimet 9 signaa-
lin l&hettdmiseksi pH-mittauskennosta sdidtélaitteeseen 10, joka sidataia
venttiilin 7 kautta tapahtuvaa virtaamaa edelli mainitun signaalin
arvon perusteella, jolloin sekoitusastian koko, venttiilin 7 sijoitus-
kohta, pH-mittauskennon 8 sijaoituskohta ja sekoituselinten sékoitus-
teho ovat sellaiset, ettd kokonaishukka-ajan suhde keskimddrdiseen

viipymisaikaan on pienempi kuin lukuarvo 1.

Kuviot 2 ja 3 esittdvit leikkauksia standardirakenteisesta reaktio=
astiasta, jota voidaan kdyttdd keksinndn mukaista menetelmidid toteu-
tettaessa. Reaktiocastiassa on edullisesti siivekkeet reaktiockomponent-
tien bisiinsa sekoittumisen edistdmiseksi ja takaisinsekoittumisen

riittdvdn madrin varmistamiseksi.

Kuviossa 4 on esitetty titrauskdyrid, jotka ovat saadut tutkittaessa

soijadljystd saatuja tyypillisis saippuapohjia. Niistd kdy selville,



ettd tyypillinen saippuapohija, jonka rasvamateriaalin kokonaismidri
(TFM) on 4,8 %, on sellaista, ettd sen titrauskdyrdssd on hyvin jyrkkid
kohta pH-arvoijen noin 7 ja noin 2,5 vidlissd, mik3d merkitsee sitid,
ettd pienikin hapon virtaamassa tapahtuva muutos aiheuttaa tdlli
alueella pH-arvon suuria ja nopeita muutoksia. Juuri tdlld alueella,
esim. pH 3,5) suoritetaan lohkaisureaktio edullisesti ja sdaddetylld
tavalla. Pyrittdessd sd4tdmddn reaktio tapahtuvaksi pH-arvossa 3,5
aikaansaa jo pienikin hapon tulovirtaaman pienentyminen (tai saippuan
tulovirtaaman lisd&ntyminen jne.) yleensd pH-arvon nopean kasvamisen.
Tdmdn pH~herkkyyden takia on tdhdn asti prosessin valvoja pienentd-
nyt pH-pitoarvon lukuun 3, jotta mittaukset olisivat stabiilimmat.
Kuitenkin tdstd on se seuraus, ettd hapon virtaamaa tdytyy suuressa

médrin lisdtd, jopa 100 % tai vieldkin enemmin.

Ndihin aikaisemmin tunnettuihin menetelmiin verrattuna on esilld
olevan keksinndn mukaisella menetelmilli saavutettavissa se erityinen
etu, ettd mittaukset ja pH-arvon s#dtd saadaan stabiileiksi, minkd
ligdksi happoa tarvitsee kdyttdd vain pieni ylimddrd, tavallisesti
vdhemmdn kuin 15 % ja useimhiten vdhemmdn kuin 10 % tai vieldkin
vdhemmdn, mistd on seurauksena huomattavia s&dst6jd saippuan lohkaisu-

prosessissa.
Esimerkki

Kuviossa 1 esitetyssd prosessikaaviossa ja kuvioissa 2 ja 3 esitetyissid
reakticastiassa, jonka halkaisijan ja korkeuden suhde on 1l:1 ja joka
on varustettu turbiinityyppiselld sekoittimella, jonka siipien hal-
kaisija on 1/3 astian halkaisijasta ja joka on sijoitettu astian
korkeuden 1/3 verran astian pohjan yl&puolelle, suoritettiin saippuan-
lohkaisureaktiota koskevia kokeita. Saippuapohjan ldmpdtila oli 90°c.
Reaktioseoksen annettiin jakautua dekantterisdilidssd 1 tunnin aikana.
Ylempi kerros (hapan Oljy) sisdlsi rasvahappoja ja triglyserididljyija
ja alempi kerros (hapan vesi) sisdlsi siihen liuenneita rasva-aineita,
glyserolia ja rikkihapon ylimd&rdn, minkd johdosta sen teho-arvo oli
noin 3. Muut ndissd kokeissa kdytetyt olosuhteet olivat seuraavat:

- Reaktiocastian tilavuus: 560 ml
- Mittauskennon tilavuus: 210 ml
- Namd molemmat olivat liitetyt toisiinsa taipuisalla putkella, jonka

pituutta vaihdeltiin tarkoituksena vaihdella kokonaishukka-aikaa.
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- Saippuapohjan virtaama oli 10 - 140 1/h

— Vaihtelemalla kahden viimeksi mainitun kohdan lukuarvoja oli mah-
dollista valita sellainen kokonaishukka-ajan ja viipymisajan suhde,
joka vaihteli rajoissa 1/7 - 1/20.

- My&s sekoittimen nopeutta vaihdeltiin

- Rikkihapon pitoisuus oli 78 painoprosenttia.

Kkeista saadut tulokset ovat esitetyt seuraavassa taulukossa.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelmid saippualiuoksen neutraloimiseksi, jossa menetelmissi
happoa lis&tddn virtaavaan saippualyagkseen'véhén ennen kuin tdmi
livos tulee reaktiovydhykkeeseen tai juuri silld hetkelld, jolloin
yll&pidetddn turbulenttisia virtausolosdhteita, ’t‘ﬁ nnettu
siitd, ettd hapon ja saippualiuoksen suhteellisia miirid siidetdin
sen signaalin perusteella, joka saadaan mittaamalla turbulenttisen
reaktioseoksen pH-arvo, jolloin kokonaishukka-ajan suhde siihen
keskimdérdiseen aikaan, jonka reaktioseos viipyyy reaktiovhyOhyk-

keessd, on pienempi kuin luku 1.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, t unnettau
siitd, ettd kokonaishukka-ajan suhde keskimdidrdiseen viipymisai-

kaan on pienempi kuin 0,2,

3., Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, t unnet tu
siitd, ettd kokonaishukka-ajan suhde keskimédrdiseen viipymisai-

kaan on pienempi kuin O0,1.

4. Patenttivaatimusten 1 - 3 mukainen menetelmd, t unnettau
s5iitd, ettd reaktioseoksen pH—arvo mitataan reaktiovyOhykkeen ulos-
virtauskohdalla.

5. Patenttivaatimusten 1 - 4 mukainen menetelmd, tunnettu
5iitd, ettd neutraloidaan saippualiuos, jossa olevan rasvamateriaa-
l1in kokonaismddrd (TFM) on noin 1 - 25 %.

6. Yhden tai useamman patenttivaatimuksista 1 - 5 mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd vesipitoinen saippuapochija,
joka on saatu triglyserididljyn alkaliraffinointiprosessista,

neutraloidaan.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmd, t unnettau

siitd, ettd neutralointi suoritetaan lédmp&tiloissa noin 50 =~ 100°c.

8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmd, tunnettu

siitd, ettd neutralointi suoritetaan lamp&dtiloissa noin 70 - 90°c.
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Patentkrav

1. Forfarande £86r neutralisering av tvalldsning, i vilket férfarande

i den flytande tvdlldsningen tillsdttes syra kort innan eller just
dd denna 18sning ankommer till reaktionszonen, varvid turbulenta
strémningsforhallanden upprédtthdlles, k & nnetecknad
ddrav, att syrans och tvalens relativa midngder regleras pa grund
av den signal, som erhdlles genom mdtning av den turbulenta
reaktionskompositionens pH-virde, varvid den totala tidsfdrlustens
férhallande till den medeltid, som reaktionskompositionen drdjer

i reaktionszonen, dr nindre dn talet 1.

2., Forfarande enligt patentkravet 1, k d@nnetecknat
ddrav, att den totala tidsfdrlustens férhiallande till medel-

drdjningstiden dr mindre &n 0,2.

3. Férfarande enligt patentkravet 1, k dnnetecknat
ddrav, att den totala tidsfdrlustens férhdllande till medel-

dr&jningstiden dr mindre &n 0,1.

4, Forfarande enligt patentkraven 1 - 3, k dnnetecknat
ddrav, att reaktionskompositionens pH-virde midts vid reaktions-

zonens utstrdmningsstidlle.

5. F6rfarande enligt patentkraven 1 - 4, k didnnetecknat
ddrav, att en tvallGsning neutraliseras, vilken har en totalmingd
av fettmaterial (TFM) av c:a 1 - 25 2.

6. Forfarande enligt ett eller flera av patentkraven 1 - 5,
kdannetecknat dirav, att den vattenhaltiga tvdlbasen,
som erhdllits fran alkaliraffineringsprocessen av triglyceridolja,
neutraliseras.

7. Forfarande enligt patentkravet 6, ki nnetecknat
ddrav, att neutraliseringen utf&rs i temperaturer mellan c:a
50 - 100°%

8. Forfarande enligt patentkravet 6, k &nnetecknat

ddrav, at neutraliseringen utf&rg i temperaturer mellan c:a 70 =
o}

90-C.
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